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内容概要

　　《高等职业教育规划教材：集成电路版图设计》以提高实际工程应用能力为目的，深入浅出地介
绍了集成电路设计概论、Linux操作系统与EAD软件、IC版图设计主要流程的相关知识。
全书共八章，涵盖了集成电路版图设计的主要内容。
　　《高等职业教育规划教材：集成电路版图设计》注重理论与工程实践的结合，选材合理，书中提
供了一些实例来帮助读者正确理解版图设计的基本概念和关键设计理念，文字叙述清楚，生动形象，
简明易懂。
《高等职业教育规划教材：集成电路版图设计》适合作为高职高专微电子及电子信息类专业的教材，
也可用作微电子行业中高级技术工的培训教材，对版图设计工程师，电路设计工程师等也有一定参考
价值。
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